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Patentanspriiche

1. Dosiersystem (1) fuir einen Dosierstoff mit einer Dise (40), einem Zufiihrkanal (44) fur
Dosierstoff, einem Ausstofelement (31) und einem mit dem Ausstoflelement (31)
und/oder der Dise (40) gekoppelten Piezoaktor (61), wobei der Piezoaktor (61) herme-

tisch in ein Gehause (62) eingekapselt ist.

2. Dosiersystem nach Anspruch 1, wobei das Gehause (62) dauerschwingfest ausgebildet

ist.

3. Dosiersystem nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei zumindest ein Tempe-
ratursensor (78) im Inneren des Gehaduses (62) und/oder an einer Aulenseite des Ge-

hauses (62) angeordnet ist.

4. Dosiersystem nach Anspruch 3, wobei zumindest ein Temperatursensor (78) an einer
Aulenseite (77) des Piezoaktors (61) und/oder im Inneren des Piezoaktors (61) angeord-

net ist.

5. Dosiersystem nach Anspruch 3 oder 4, wobei zumindest ein Temperatursensor (78) an

einer Innenwandung des Gehaduses (62) angeordnet ist.

6. Dosiersystem nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei zumindest ein Dehn-
messstreifen (87) im Inneren des Gehauses (62) und/oder an einer Aullenseite des Ge-

hauses (62) angeordnet ist.

7. Dosiersystem nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei das Gehause (62) zu-

mindest eine Durchfiihrung (69) fiir eine Anzahl von elektrischen Leitern (65) umfasst.

8. Dosiersystem nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei sich im Gehause (62)
ein warmeleitendes Medium (75) und/oder ein Medium (75) zur Feuchtigkeitsunterdri-

ckung befinden.

9. Dosiersystem nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei sich im Gehause (62)

ein Druckausgleichsbereich (76) befindet.
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10. Dosiersystem nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei das Gehause (62)
einen Warmeabgabebereich (68) umfasst, welcher vorzugsweise mit einer Kihleinrich-
tung (21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 84, 85) des Dosiersystems (1) gekoppelt ist.

11. Dosiersystem nach Anspruch 10, wobei die Kiihleinrichtung (21, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 84, 85) ein KuhImittel nutzt, welches ein gasférmiges und/oder flissiges Medium um-

fasst.

12. Dosiersystem nach Anspruch 10 oder 11, wobei die Kiihleinrichtung (21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 84, 85) so ausgebildet ist, dass mechanischer Abrieb durch das Kiihimittel aus

einer Aktorkammer (12) des Dosiersystems (1) abgefuhrt wird.

13. Verwendung eines hermetisch in ein Gehause (62) eingekapselten piezokeramischen
Aktors (61) in einem Dosiersystem (1) zur Dosierung von Dosierstoff, vorzugsweise in

einem Dosiersystem (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche.

14. Verfahren zum Betrieb eines Dosiersystems (1) zur Dosierung von Dosierstoff mit
einem hermetisch in ein Gehduse (62) eingekapselten Piezoaktor (61), vorzugsweise zum
Betrieb eines Dosiersystems (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche 1 bis 12, wobei
der Betrieb des Dosiersystems (1) vorzugsweise in Abhangigkeit zumindest eines Be-

triebsparameters des eingekapselten Piezoaktors (61) geregelt wird.

15. Verfahren zur Herstellung eines Dosiersystems (1) zur Dosierung von Dosierstoff mit
einem Piezoaktor (61), wobei der Piezoaktor (61) hermetisch in ein Gehause (62) einge-
kapselt wird und wobei das Gehause (62) des Piezoaktors (61) in einem Gehaduse (11)

des Dosiersystems (1) angeordnet wird.



